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El quitosano es un polisacárido que se 

obtiene de la desacetilación de la quitina, que es 

un elemento del exoesqueleto de los crustáceos. 

Dentro de sus características más importantes se 

puede mencionar que es biocompatible, no tóxi-

co, biodegradable y poroso [1], lo cual lo trans-

forma en un material de gran aplicabilidad para 

la nanobiotecnología.  

Dentro de sus aplicaciones se ha utiliza-

do tanto en el campo de la agricultura como 

también en la medicina, por ejemplo, como ferti-

lizante o componente de piel artificial [2]. El 

quitosano resulta ser un material muy interesante 

para aplicaciones biológicas, tanto en macro- 

como en micro- escalas.  

Dentro de los métodos para la formación 

de películas de quitosano sobre un sustrato, se 

encuentran las técnicas de spin-coating, dip-

coating, electrospinning, entre otras [3, 4]. Con 

estas técnicas se logran espesores del orden de 

los 50 nm como mínimo.  

En este trabajo presentaremos una nueva 

técnica de depositación de quitosano a través de 

su fase de vapor, con la cual se pueden lograr 

espesores menores que los logrados con técnicas 

convencionales y veremos que su distribución y 

el mojamiento de la superficie del sustrato 

SiO2/Si dependen de la tasa de evaporación y del 

espesor de la película. Veremos que el material 

no se destruye al ser evaporado. Además obser-

varemos los efectos que produce el agua al en-

trar en contacto con el quitosano, lo cual produ-

ce algunos cambios significativos a nivel super-

ficial. 

En este estudio se aplicaron las técnicas 

de elipsometría de muy alta resolución durante 

la fabricación de muestras y microscopía de 

fuerza atómica para la observación topográfica, 

elasticidad y roce.  
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Fig. 1 Topografía de quitosano sobre silicio, muestra 

fabricada a una tasa de 0,12 nm/s con un espesor 

~10 nm. Vemos la formación de agujeros de un diá-

metro aproximado de 4µm y una profundidad de 7 

nm, lo cual concuerda con el espesor elipsométrico. 
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